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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板上に有機ＥＬ素子が形成された有機ＥＬ基板と、第２基板上に着色層が形成さ
れたカラーフィルター基板とが、前記有機ＥＬ素子と前記着色層が対向した状態で、樹脂
層を介して貼り合わされている有機ＥＬパネルであって、
　前記カラーフィルター基板には、さらに、前記着色層上であって前記樹脂層と対向する
面側に水分吸着層が形成されており、
　前記水分吸着層は波長５５０ｎｍの光に対する屈折率が１．５以上１．６５以下の酸化
マグネシウムを含み、且つ、前記水分吸着層の波長５５０ｎｍの光に対する屈折率は１．
７２未満であることを特徴とする有機ＥＬパネル。
【請求項２】
　前記水分吸着層は、さらに、酸化カルシウム及び／または酸化ストロンチウムを含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項３】
　前記水分吸着層の酸化マグネシウムは（１１１）配向をしていることを特徴とする請求
項１または２に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項４】
　第１基板上に有機ＥＬ素子が形成された有機ＥＬ基板と、第２基板上に着色層が形成さ
れたカラーフィルター基板とが、前記有機ＥＬ素子と前記着色層が対向した状態で、樹脂
層を介して貼り合わされている有機ＥＬパネルであって、
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　前記カラーフィルター基板には、さらに、前記着色層上であって前記樹脂層と対向する
面側に酸化マグネシウムを含む水分吸着層が形成されており、
　前記水分吸着層の酸化マグネシウムは（１１１）配向をしていることを特徴とする有機
ＥＬパネル。
【請求項５】
　前記水分吸着層は、さらに、酸化カルシウム及び／または酸化ストロンチウムを含むこ
とを特徴とする請求項４に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項６】
　透光性基板と、
　前記透光性基板上に形成された着色層と、
　前記着色層上に水分吸着層と、を備え、
　前記水分吸着層は波長５５０ｎｍの光に対する屈折率が１．５以上１．６５以下の酸化
マグネシウムを含み、且つ、前記水分吸着層の波長５５０ｎｍの光に対する屈折率は１．
７２未満であることを特徴とするカラーフィルター基板。
【請求項７】
　第１基板上に有機ＥＬ素子を形成して有機ＥＬ基板を作製する工程と、
　第２基板上に着色層を形成した後、前記着色層上に酸化マグネシウムを含む水分吸着層
を蒸着により形成してカラーフィルター基板を作製する工程と、
　前記有機ＥＬ基板と前記カラーフィルター基板とを、前記有機ＥＬ素子と前記水分吸着
層とが対向した状態で、樹脂層を介して貼り合せる工程とを、含み、
　前記蒸着時における前記第２基板の基板温度が２００℃以下であることを特徴とする有
機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項８】
　前記蒸着時において、蒸着雰囲気下の酸素濃度は０．０２Ｐａ以上０．０９Ｐａ以下で
あることを特徴とする請求項７に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬパネル及びその製造方法、並びにカラーフィルター基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬ素子を基板上に形成した有機ＥＬパネルが普及しつつあり、大型有機Ｅ
Ｌテレビも商品化が近いと言われている。有機ＥＬパネルのカラー化の方法の一つとして
、トップエミッション型の有機ＥＬ素子とカラーフィルター（以下、ＣＦと称す。）基板
とを組み合わせる方式が知られている。より具体的には、有機ＥＬ素子が形成された有機
ＥＬ基板と着色層が形成されたＣＦ基板とを、有機ＥＬ素子と着色層とが対向した状態で
樹脂層を介して貼り合せた構成である。このトップエミッション型のＣＦ方式における有
機ＥＬ素子としては、白色に発光する有機ＥＬ素子を用いるものと、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）
、Ｂ（青）の各色に発光する有機ＥＬ素子を並列配置したものとがある。後者の場合、Ｃ
Ｆ基板は、各色に発光する有機ＥＬ素子の色純度を上げて有機ＥＬパネルの色再現範囲を
広げるために用いられている。
【０００３】
　有機ＥＬパネルは自発光素子であり、視認性に優れるという長所があるが、有機ＥＬ素
子は水分に弱いという短所がある。そのため、パネルの内外から水分が侵入してくると、
有機ＥＬパネルの表示領域における非発光部（ダークスポット）の発生や、表示領域の輝
度低下を招くことがある。従って、有機ＥＬパネルの実用化にあたっては、水分をいかに
して除去するかが重要となる。
【０００４】
　そこで、有機ＥＬパネル中に水分吸着層を設けるという手法が過去から検討されてきた
。水分吸着層の材料としては、酸化マグネシウム、酸化カルシウム及び酸化ストロンチウ
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ムが知られている（特許文献１）。酸化マグネシウム等は透明性と水分吸着性の両面で優
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－９５２３３号公報
【特許文献２】特開平５－８９９５９号公報
【特許文献３】特開平７－１６９５６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、トップエミッション型のＣＦ方式の有機ＥＬパネルにおいて、ＣＦ基板
の着色層中に水分が含まれていることがあり、この水分が樹脂層を介して有機ＥＬ素子に
達すると発光特性が劣化するということが問題視されるようになってきた。そこで、ＣＦ
基板の着色層上に水分吸着層を設けることが考えられる。しかし、酸化マグネシウム等を
含む水分吸着層を成膜する場合、成膜時の温度によってはＣＦ基板の着色層の劣化を招く
ことがある。しかも、ＣＦ基板は光の取り出し側に配置されるため、有機ＥＬ素子から出
た光が水分吸着層を通過することになる。例えば、酸化マグネシウムを水分吸着層に用い
た場合、一般的な酸化マグネシウムの屈折率は隣接する樹脂層の屈折率よりも高く、水分
吸着層と樹脂層との屈折率差が大きい。そのため、水分吸着層と樹脂層との間で界面反射
が生じて光の利用効率が低下してしまう。
【０００７】
　そこで、本発明はＣＦ基板の着色層の熱による劣化を抑えつつ、発光した光の利用効率
の低下を抑制した有機ＥＬパネルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様に係る有機ＥＬパネルは、第１基板上に有機
ＥＬ素子が形成された有機ＥＬ基板と、第２基板上に着色層が形成されたカラーフィルタ
ー基板とが、前記有機ＥＬ素子と前記着色層が対向した状態で、樹脂層を介して貼り合わ
されている有機ＥＬパネルであって、前記カラーフィルター基板には、さらに、前記着色
層上であって前記樹脂層と対向する面側に酸化マグネシウムを含む水分吸着層が蒸着によ
り形成されており、前記水分吸着層の蒸着時における前記第２基板の基板温度は２００℃
以下であることとする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一態様に係る有機ＥＬパネルでは、基板温度が２００℃以下で蒸着して得られ
る酸化マグネシウムを含む水分吸着層を用いている。２００℃以下であると、一般的なＣ
Ｆ基板の着色層の熱による劣化を抑えることができる。しかもこれにより、一般的な酸化
マグネシウムを用いた場合に比べて、水分吸着層と樹脂層との屈折率差を小さくすること
ができる。
【００１０】
　従って、ＣＦ基板の着色層の熱による劣化を抑えつつ、発光した光の利用効率の低下を
抑制した有機ＥＬパネルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態に係る有機ＥＬパネル１を示す正面図である。
【図２】実施の形態に係る有機ＥＬパネル１のＡ－Ａ線で示す部分の断面図である。
【図３】実施例及び比較例のサンプルの基板温度と各種測定値、及び、ＣＦにおける着色
層の耐熱性を示す図である。
【図４】実施例及び比較例のサンプルの基板温度と屈折率及び（１１１）強度との関係を



(4) JP 6405587 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

示すグラフである。
【図５】（ａ）は（１１１）配向を呈する酸化マグネシウム結晶のＳＥＭ写真であり、（
ｂ）は（１００）配向を呈する酸化マグネシウム結晶のＳＥＭ写真である。
【図６】実施例及び比較例のサンプルの基板温度とイオン電流との関係を示すグラフであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明を実施するための形態を、図面を参照して詳細に説明する。
（実施の形態）
　《発明の態様》
　本発明の一態様に係る有機ＥＬパネルは、第１基板上に有機ＥＬ素子が形成された有機
ＥＬ基板と、第２基板上に着色層が形成されたカラーフィルター基板とが、前記有機ＥＬ
素子と前記着色層が対向した状態で、樹脂層を介して貼り合わされている有機ＥＬパネル
であって、前記カラーフィルター基板には、さらに、前記着色層上であって前記樹脂層と
対向する面側に酸化マグネシウムを含む水分吸着層が蒸着により形成されており、前記水
分吸着層の蒸着時における前記第２基板の基板温度は２００℃以下であることとする。
【００１３】
　また、本発明の別の態様では、前記水分吸着層は、さらに、酸化カルシウム及び／また
は酸化ストロンチウムを含むこともできる。
【００１４】
　また、本発明の別の態様では、前記水分吸着層の酸化マグネシウムは（１１１）配向を
していてもよい。
【００１５】
　また、本発明の別の態様では、第１基板上に有機ＥＬ素子が形成された有機ＥＬ基板と
、第２基板上に着色層が形成されたカラーフィルター基板とが、前記有機ＥＬ素子と前記
着色層が対向した状態で、樹脂層を介して貼り合わされている有機ＥＬパネルであって、
前記カラーフィルター基板には、さらに、前記着色層上であって前記樹脂層と対向する面
側に水分吸着層が形成されており、前記水分吸着層は波長５５０ｎｍの光に対する屈折率
が１．５以上１．６５以下の酸化マグネシウムを含み、且つ、前記水分吸着層の波長５５
０ｎｍの光に対する屈折率は１．７２未満とすることもできる。
【００１６】
　また、本発明の別の態様では、透光性基板と、前記透光性基板上に形成された着色層と
、前記着色層上に蒸着により形成された酸化マグネシウムを含む水分吸着層と、を備え、
前記水分吸着層の蒸着時における前記第２基板の基板温度は２００℃以下であるカラーフ
ィルター基板とすることもできる。
【００１７】
　また、本発明の別の態様では、第１基板上に有機ＥＬ素子を形成して有機ＥＬ基板を作
製する工程と、第２基板上に着色層を形成した後、前記着色層上に酸化マグネシウムを含
む水分吸着層を蒸着により形成してカラーフィルター基板を作製する工程と、前記有機Ｅ
Ｌ基板と前記カラーフィルター基板とを、前記有機ＥＬ素子と前記水分吸着層とが対向し
た状態で、樹脂層を介して貼り合せる工程とを、含み、前記蒸着時における前記第２基板
の基板温度が２００℃以下であることとしてもよい。
【００１８】
　また、本発明の別の態様では、前記蒸着時において、蒸着雰囲気下の酸素濃度は０．０
２Ｐａ以上０．０９Ｐａ以下であることとしてもよい。
【００１９】
　《発明に至った経緯》
　本発明者らは酸化マグネシウムが透明性と水分吸着性に優れていることから、酸化マグ
ネシウムをＣＦの水分吸着層に適用できないかと鋭意、研究を重ねてきた。その結果、基
板温度を２００℃以下で蒸着することにより、従来の一般的な酸化マグネシウムよりも屈



(5) JP 6405587 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

折率が低く、且つ、一般的に樹脂層に用いられる樹脂材料の屈折率に近い酸化マグネシウ
ムを作製できることが分かった。そこで、この酸化マグネシウムを含む水分吸着層を用い
ることで、ＣＦ基板の着色層の熱による劣化を抑えつつ、発光した光の利用効率の低下を
抑制した有機ＥＬパネルを発明するに至った。
【００２０】
　《有機ＥＬパネル１》
　図１は、本発明の一態様に係る有機ＥＬパネル１を示す正面図である。図２は、図１に
示す有機ＥＬパネル１のＡ－Ａ線で示す部分の断面図である。図２に示すように、有機Ｅ
Ｌパネル１は、有機ＥＬ基板１０とＣＦ基板２０とが対向配置されており、樹脂層４０を
介して貼り合わされている。図１に示すように、封止部材３０が、有機ＥＬ素子が形成さ
れた表示領域を囲むように配置されている。有機ＥＬパネル１は所謂トップエミッション
型であり、発光した光は図２の＋Ｚ軸方向に取り出される。有機ＥＬパネル１の表示領域
には画素Ｐｘがマトリクス状に配置されている。
【００２１】
　《有機ＥＬ基板１０》
　図２を用いて有機ＥＬ基板１０を説明する。有機ＥＬ基板１０は、ＴＦＴ（薄膜トラン
ジスタ：不図示）素子が各画素Ｐｘ毎に形成されたＴＦＴ基板１１上に、層間絶縁膜１２
、アノード１３、発光層１５、カソード１６、及び封止層１７からなる有機ＥＬ素子５０
を備える。各有機ＥＬ素子５０同士の間であって、層間絶縁膜１２とカソード１６との間
にはバンク１４が形成されている。また、有機ＥＬ基板１０は表示領域において、発光層
１５が各画素Ｐｘ毎に、Ｒ（赤）に発光する発光層１５（Ｒ）、Ｇ（緑）に発光する発光
層１５（Ｇ）、Ｂ（青）に発光する発光層１５（Ｂ）を有する有機ＥＬ素子５０が並列配
置されて構成される。
【００２２】
　ＴＦＴ基板１１は、無アルカリガラス、ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、
硼酸系ガラス、石英、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、エポ
キシ系樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、シリコーン系樹脂、アルミナ等の絶縁性材料
からなる。ＴＦＴ基板１１の上面には複数のＴＦＴ及び各種電極配線が所定パターンで形
成されている。
【００２３】
　層間絶縁膜１２は、ポリイミド樹脂等からなり、ＴＦＴ及び各種電極配線とアノード１
３とを絶縁するとともに、ＴＦＴ等による段差を平坦化するために形成される。
【００２４】
　アノード１３は、アルミニウム、銀、ＡＰＣ（銀、パラジウム、銅の合金）、ＡＲＡ（
銀、ルビジウム、金の合金）、ＭｏＣｒ（モリブデンとクロムの合金）、ＮｉＣｒ（ニッ
ケルとクロムの合金）等の光反射性導電材料からなり、各画素Ｐｘ毎にマトリクス状に形
成されている。
【００２５】
　バンク１４は、絶縁性の有機材料（例えばアクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラ
ック型フェノール樹脂等）からなり、アノード１３が形成された領域を避けて形成されて
いる。本実施の形態に係るバンク１４はＹ方向に延在するライン状部分とＸ方向に延在す
るライン状部分とを含むピクセルバンクであるが、Ｙ方向に延在するライン状部分のみか
らなるラインバンクであっても良い。
【００２６】
　発光層１５は、バンク１４で規定された各画素Ｐｘに対応した領域に形成されており、
有機ＥＬ表示パネル１の駆動時において、ホールと電子との再結合によりＲ、ＧまたはＢ
に発光する。発光層１５は有機材料で構成されており、有機材料としては、例えば、特開
平５－１６３４８８号公報に記載のオキシノイド化合物、ペリレン化合物、クマリン化合
物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾール化合物、ペリノン化合
物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化合物、フルオレン化合物
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、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コロネン化合物、キノロン
化合物及びアザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、ローダミン化
合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シクロペンタジエン化合物、スチルベン
化合物、ジフェニルキノン化合物、スチリル化合物、ブタジエン化合物、ジシアノメチレ
ンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン化合物、フルオレセイン化合物、ピリリウ
ム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物、テルロピリリウム化合物、
芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサンテン化合物、シアニン
化合物、アクリジン化合物、８－ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、２－ビピリジン
化合物の金属錯体、シッフ塩とＩＩＩ族金属との錯体、オキシン金属錯体、希土類錯体等
の蛍光物質等を挙げることができる。
【００２７】
　発光層１５は、必要に応じて、ホール注入層、ホール輸送層、電子注入層、及び電子輸
送層のいずれか、または、すべてを含んでいてもよい。
【００２８】
　カソード１６は、ＩＴＯ（酸化インジウムスズ）、ＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）等の
透光性材料で形成された透明電極であって、発光層１５上に形成されている。
【００２９】
　封止層１７は、表示領域を被覆して封止し発光層１５が水分や空気等に触れるのを防止
するための層であって、窒化シリコン、酸窒化シリコン等の光透過性材料からなり、カソ
ード１６上に形成されている。
【００３０】
　《ＣＦ基板２０》
　図２を用いてＣＦ基板２０を説明する。ＣＦ基板２０には、ガラス基板２１上に（有機
ＥＬ基板１０側の主面側に）、Ｒ、Ｇ、Ｂの着色層２２と、ブラックマトリクス（以下、
ＢＭと称す。）層２３とが形成されている。そして、これらを被覆するように水分吸着層
２４が表示領域のほぼ全面に亘って形成されている。
【００３１】
　着色層２２は、Ｒ、Ｇ、Ｂに対応する波長の可視光を透過する透光性層であって、公知
の樹脂材料（例えば市販製品として、ＪＳＲ株式会社製カラーレジスト）等からなり、各
画素Ｐｘに対応した領域に形成されている。
【００３２】
　ＢＭ層２３は、パネル内部への外光の入射を防止したり、ＣＦ基板２０越しに内部部品
が透けて見えるのを防止したり、外光の照り返しを抑えて有機ＥＬパネル１のコントラス
トを向上させたりする目的で形成されている。材料としては、黒色樹脂であって、例えば
光吸収性および遮光性に優れる黒色顔料を含む紫外線硬化樹脂材料からなる。
【００３３】
　図１に示すように、ＢＭ層２３は、有機ＥＬ基板１０の表示領域、及び、有機ＥＬ基板
１０の周辺領域（図１において表示領域を囲む領域である。）に形成されている。但し、
表示領域については、バンク１４が形成された部分に対応した領域のみに形成されている
。すなわち、表示領域においてＢＭ層２３は、Ｘ方向に延在するライン状部分とＹ方向に
延在するライン状部分とを含む構造を有する。
【００３４】
　次にＣＦ基板２０において、着色層２２とＢＭ層２３を被覆するように形成された水分
吸着層２４について説明する。本実施の形態では水分吸着層２４として、透明性と水分吸
着性を両立できる酸化マグネシウムを用いた。水分吸着層２４としてはこれ以外にも酸化
マグネシウムを含むアルカリ土類金属酸化物であってもよい。例示すると、酸化マグネシ
ウムと酸化カルシウムとの複合酸化物、酸化マグネシウムと酸化ストロンチウムとの複合
酸化物、酸化マグネシウムと酸化カルシウムと酸化ストロンチウムとの複合酸化物である
。酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウムの順に水分吸着性は高くなる
。その他、酸化マグネシウムと樹脂との混合物等でもよい。
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【００３５】
　水分吸着層２４である酸化マグネシウムの膜厚としては、０．１μｍ～１０μｍの範囲
が好ましい。０．１μｍ以上であると水分吸着性が良好となり、１０μｍ以下であると水
分吸着層２４にひび割れが入るのを抑制できる。
【００３６】
　《封止部材３０》
　封止部材３０は、緻密な樹脂材料（例えばシリコーン系樹脂、アクリル系樹脂等）また
はガラスからなる部材であって、有機ＥＬ基板１０とＣＦ基板２０との間に有機ＥＬ基板
１０の表示領域を囲むように設けられている。これにより、有機ＥＬ基板１０の表示領域
を封止し有機ＥＬ素子５０が水分や空気等に触れるのを防止している。尚、本発明の一態
様に係る有機ＥＬ表示パネルに封止部材３０は必須ではなく、例えばマスキングテープを
使用すれば封止部材３０を省略可能である。
【００３７】
　封止部材３０には、有機ＥＬ基板１０とＣＦ基板２０との対向間隔を規定するスペーサ
（不図示）が含まれている。スペーサは、シリカなどの材料で形成されており、円筒形、
直方体や球状などの形状に形成され、有機ＥＬ基板１０とＣＦ基板２０に両端部を当接さ
せた状態で配置されている。なお、封止部材３０がスペーサを含むことは本発明の一態様
に係る有機ＥＬパネル１において必須ではない。
【００３８】
　《有機ＥＬパネル１の製造方法》
　有機ＥＬ基板１０は、ＴＦＴ基板１１上に有機ＥＬ素子５０を含む積層構造を一般的な
方法で作製する。
【００３９】
　ＣＦ基板２０は既述した通り、まずガラス基板２１上にＲ、Ｇ、Ｂの着色層２２とＢＭ
層２３とを一般的なフォトリソグラフィ工程で順次、形成する。そして、表示領域のほぼ
全面に亘って、酸化マグネシウムからなる水分吸着層２４をＥＢ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂ
ｅａｍ）蒸着法で成膜する。蒸着時のＣＦ基板２０の温度としては着色層２２の耐熱性を
考慮して２００℃以下とする。２００℃よりも高い温度ではＣＦ基板２０の着色層２２が
熱に耐えられず、着色層２２が劣化してしまう。従って、ＣＦ基板２０の温度の上限値は
２００℃である。ＣＦ基板２０の温度の下限値は特にないが、加熱しなくとも、ＥＢ蒸着
時の輻射熱で少なくとも１００℃以上にはなっているものと推定される。このようにＥＢ
蒸着では基板温度が少なくとも１００℃には達していると考えられるため、水分吸着層２
４は有機ＥＬ基板１０側には蒸着できない。なぜなら１００℃程度の輻射熱の影響で有機
ＥＬ素子５０が劣化してしまうからである。また、蒸着時のＣＦ基板２０の温度を２００
℃以下とする理由は、着色層２２が熱に耐えられる条件である上に、水分吸着層２４の屈
折率を下げることができ、水分吸着層２４と樹脂層４０との屈折率差を小さくすることが
できるからである。それと同時に、成膜された水分吸着層２４である酸化マグネシウムの
結晶格子の配向を（１１１）配向に近づけることができる。（１００）配向等と比べて（
１１１）配向の結晶層は多孔質な膜質であり、その分、水分等の吸着能力がより高まって
好ましい。また、蒸着時における蒸着雰囲気下の酸素濃度は０．０２Ｐａ以上０．０９Ｐ
ａ以下が好ましい。０．０２Ｐａ以上とすることで、より効率良く酸素を膜中に取り込む
ことができ、酸素欠陥が低減することにより（１１１）配向を得ることが可能になる。蒸
着雰囲気中の酸素濃度を増やせば、より（１１１）配向が得やすい。そして、０．０９Ｐ
ａ以下とすることでも同様に、より効率良く酸素を膜中に取り込むことができ、酸素欠陥
が低減することにより（１１１）配向を得ることが可能になる。上記では水分吸着層２４
を蒸着により形成する方法を説明したが、蒸着以外にスパッタで形成してもよい。
【００４０】
　ここまでで用意した有機ＥＬ基板１０とＣＦ基板２０のいずれか一方の周辺領域に封止
部材３０をディスペンサーで描画する。そして、有機ＥＬ基板１０上の表示領域のほぼ全
域に亘って樹脂層４０を形成する。樹脂層４０は、有機ＥＬ基板１０とＣＦ基板２０との
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接着剤としての役割を果たす。材料としては熱硬化性のエポキシ樹脂である。しかしこれ
に限定されるものではなく、ＵＶ硬化性のエポキシ樹脂や他の有機材料、例えばアクリル
樹脂等であってもよい。その後、両基板同士を、有機ＥＬ素子５０と着色層２２とをアラ
イメントした上で、樹脂層４０を介して貼り合せる。尚、貼り合せ後、有機ＥＬパネル１
を１００℃程度のオーブン中に入れてベークし、封止部材３０と樹脂層４０とを硬化させ
る。
【００４１】
　以上で有機ＥＬパネル１が完成する。
【００４２】
　《水分吸着層２４の効果》
　本実施の形態に係る水分吸着層２４である酸化マグネシウムの効果を調べるべく、ＣＦ
の着色層が熱に耐えられる上限温度が２００℃であることを考慮して蒸着時のガラス基板
の温度を変えたサンプルを図３の通り６つ用意した。ここでは簡単のため、着色層やＢＭ
のないガラス基板に酸化マグネシウムを単膜で成膜した。実施例１と実施例２は本実施の
形態の範囲に含まれる基板温度である２００℃以下でＥＢ蒸着したサンプルである。比較
例１～比較例４は本実施の形態の範囲に含まれる基板温度より高い基板温度（２００℃よ
り高い基板温度）でＥＢ蒸着したサンプルである。従って、実施例１と実施例２の基板温
度はＣＦの着色層が耐えられる温度条件であり、比較例１～比較例４の基板温度はＣＦの
着色層が耐えられない温度条件である。図３には、各サンプルにおける屈折率と（１１１
）強度の測定値、及び、ＣＦにおける着色層の耐熱性のＯＫ／ＮＧを合わせて示した。屈
折率は波長５５０ｎｍの光に対する値である。本明細書中でいう屈折率の値はすべてこの
波長における値とする。
【００４３】
　図４は基板温度と屈折率及び（１１１）強度との関係を示すグラフである。まず、屈折
率についてであるが、ＣＦの着色層が耐えられる２００℃以下の基板温度である実施例１
及び実施例２では、屈折率が１．６３前後である。逆にＣＦの着色層が耐えられない２０
０℃よりも高い基板温度である比較例１～比較例４では、屈折率が１．６８前後である。
これらの実験値から推測すると、ＣＦにおける着色層の耐熱性のＯＫ／ＮＧの境界である
基板温度２００℃では酸化マグネシウムの屈折率は１．６５と推測できる。図４より、屈
折率も基板温度２００℃を境にして２００℃以下では大きく低下することが分かる。よっ
て、基板温度を２００℃以下とすることで、酸化マグネシウムの屈折率を従来の一般的な
値である１．７２よりも小さい１．６５以下にすることができる。これは本発明者らが鋭
意、実験を行った結果、得られた事実である。樹脂の屈折率は材質によって差があるが、
平均的な値としては１．５と考えられる。酸化マグネシウムと樹脂との屈折率差が小さい
程、界面反射が抑えられて光の利用効率の低下が抑制される。従って、基板温度を２００
℃以下で蒸着することにより、屈折率が１．６５以下という、従来の一般的なものよりも
屈折率が低く、樹脂の平均的な屈折率の値に近い酸化マグネシウムを作製することができ
る。
【００４４】
　尚、基板温度が１４０℃未満の実験は行っていないが、酸化マグネシウムの屈折率の下
限値は樹脂と同じ１．５にすればよい。この場合、酸化マグネシウムと樹脂との屈折率差
はゼロとなる。このように酸化マグネシウムの屈折率の下限値としては、樹脂と同じ１．
５が好ましいが、本実施の形態で実験した範囲内では、１．６２が現実的な下限値とも言
える。
【００４５】
　尚、基板温度が２００℃以下で酸化マグネシウムを蒸着したかどうかはサンプルを見て
も判断することが難しい。しかしながら、屈折率を測定して１．６５以下であれば、２０
０℃以下で蒸着したことの間接的な証拠になると本発明者らは考えている。将来的に被疑
侵害品が現れた際には水分吸着層の屈折率の値を測定すればよい。
【００４６】
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　次に図４の（１１１）強度について説明する。（１１１）強度とはＸＲＤ（Ｘ－ｒａｙ
　ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）と呼ばれるＸ線結晶構造解析の手法で測定した値である。こ
の手法により結晶内部において原子がどのような配向をしているかが分かる。ここでは（
１１１）配向をしているピーク度合を測定しているので、強度が高い程、（１１１）配向
を呈していると言うことができる。このグラフより、実施例１及び実施例２のように基板
温度が２００℃以下になると（１１１）配向強度が高い値で安定化することが分かる。逆
に比較例１～比較例４のように２００℃より高くなると急激に（１１１）強度が低下する
。
【００４７】
　参考までに、（１１１）配向と（１００）配向を呈している酸化マグネシウム薄膜のＳ
ＥＭ写真を図５に挙げておく。図５（ａ）は（１１１）配向のものであり、図５（ｂ）は
（１００）配向のものである。（１００）配向は結晶が寝ているような状態であるのに対
し、（１１１）配向は結晶が柱状に起立しているような状態で、柱同士の間には間隙が多
く存在する。そのため、（１１１）配向を呈している実施例１及び実施例２ではより一層
水分等の吸着性が向上するものと考えられる。
【００４８】
　図６は基板温度とイオン電流との関係を示すグラフである。イオン電流はＴＤＳ（Ｔｈ
ｅｒｍａｌ　Ｄｅｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ：昇温脱離ガス分光法）
という質量分析法で測定した値である。この値が高い程、ガスの脱離量が多いことになり
、換言すれば、その分だけサンプル中にそのガスが多く含まれていたことになる。即ち、
基板温度を２００℃以下にした実施例１及び実施例２では、基板温度を２００℃より高く
した他のサンプルと比べてサンプル中により多くの水分等が含まれていたことが分かる。
【００４９】
　以上より、本実施の形態では、酸化マグネシウムを含む水分吸着層の蒸着時の基板温度
を２００℃以下とすることで、屈折率としては１．６５以下である水分吸着層を得ること
ができる。これにより、ＣＦ基板の着色層の熱による劣化を抑えつつ、発光した光の利用
効率の低下を抑制した有機ＥＬパネルを実現することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明は、ＣＦ方式の有機ＥＬパネルに利用することができる。
【符号の説明】
【００５１】
１　　　　有機ＥＬパネル
１０　　　有機ＥＬ基板
１１　　　第１基板
２０　　　ＣＦ基板
２１　　　第２基板
２２　　　着色層
２４　　　水分吸着層
４０　　　樹脂層
５０　　　有機ＥＬ素子
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